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【57】申請專利範圍
1.　一種過渡管組件，用於連接在半導體製程設備的反應腔室與點火裝置之間，其中，該過
渡管組件包括：

過渡管，其兩端用於分別連接該反應腔室與該點火裝置；

進氣管，穿設在該過渡管上，該進氣管的第一端位於該過渡管外部、第二端位於該過渡

管內部，用於向該過渡管內通入製程氣體；

汽化機構，設置在該進氣管的第二端，該汽化機構具有加熱裝置和集液腔，該進氣管的

第二端位於該集液腔內部，該集液腔與該過渡管內部連通，該集液腔用於收集該進氣管

上的冷凝水，該加熱裝置用於將該冷凝水加熱並汽化。

2.　如請求項 1所述的過渡管組件，其中，該汽化機構包括：
殼體，在垂直於該過渡管的軸線的方向上具有第一端和第二端，該殼體的第一端與該過

渡管的管壁連接，該殼體的第二端位於該過渡管的內部，該進氣管穿設於該殼體的第一

端的內壁；

集液槽，設置在該殼體內並與該殼體的第一端的內壁連接，該集液槽的內壁與該殼體的

第一端的內壁圍成該集液腔。

3.　如請求項 2所述的過渡管組件，其中，
該過渡管的管壁上設置有將其內部與外部連通的安裝口，該殼體第一端的外周壁與該安

裝口的內周壁連接，且該殼體第一端的端面與該過渡管的外周面平齊。

4.　如請求項 2所述的過渡管組件，其中，
該集液槽的外壁與該殼體的內周壁、該殼體的第二端的內壁之間形成安裝腔，該安裝腔

與該集液腔相互隔離，該加熱裝置位於該安裝腔內。

5.　如請求項 4所述的過渡管組件，其中，該汽化機構還包括：
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連通管，穿設在該殼體和該集液槽上，該連通管的一端與該集液腔連通，另一端與該過

渡管內部連通。

6.　如請求項 5所述的過渡管組件，其中，
該連通管位於該進氣管的外周側，且該連通管的軸線與該過渡管的軸線平行。

7.　如請求項 1所述的過渡管組件，其中，該汽化機構還包括：
導流部，設置在該集液腔內，用於引導該製程氣體流動方向，以延長該製程氣體在該集

液腔內流動的行程。

8.　如請求項 7所述的過渡管組件，其中，
該導流部將該集液腔內部分隔為多個環形導流腔，所有該環形導流腔環繞該進氣管自內

而外間隔分佈，相鄰的該環形導流腔之間相互連通，最外側的該環形導流腔與該過渡管

內部連通，最內側的該環形導流腔與該進氣管連通。

9.　如請求項 8所述的過渡管組件，其中，
該導流部為多個，多個該導流部自內而外間隔分佈，該導流部上設置有導流孔，該導流

部兩側相鄰的該環形導流腔之間通過該導流孔連通；

在任意兩個相鄰的該導流部中，其中一個該導流部上的該導流孔與另一該導流部上的該

導流孔相互錯開。

10.   如請求項 9所述的過渡管組件，其中，
在任意兩個相鄰的該導流部中，其中，一個該導流部上的該導流孔與另一該導流部上的

該導流孔分別位於該進氣管軸線的兩側。

11.   如請求項 9所述的過渡管組件，其中，
該進氣管的第二端抵頂在該集液腔的內壁上，該進氣管第二端的外周壁上設置有出氣

孔，該出氣孔與距離該進氣管最近的該導流部上的該導流孔相互錯開。

12.   如請求項 11所述的過渡管組件，其中，
該出氣孔與最內側該導流部上的該導流孔分別位於該進氣管軸線的兩側。

13.   如請求項 9所述的過渡管組件，其中，該汽化機構還包括：
連通管，穿設在該集液腔的內壁上，該連通管的一端與最外側的該環形導流腔連通，另

一端與該過渡管內部連通，該連通管與距離最近的該導流部上的導流孔相互錯開。

14.   如請求項 13所述的過渡管組件，其中，
該連通管與最外側該導流部上的該導流孔分別位於該進氣管軸線的兩側。

15.   如請求項 9所述的過渡管組件，該過渡管組件還包括：
檢測裝置，設置在該汽化機構上，用於檢測該集液腔內的溫度。

16.   一種半導體製程設備，其包括：點火裝置、反應腔室和請求項 1至 15中任一項所述的過
渡管組件，該過渡管組件連接在該反應腔室與該點火裝置之間。

圖式簡單說明

圖 1為相關技術中的半導體製程設備的結構示意圖；
圖 2為相關技術中的半導體製程設備的過渡管的結構示意圖；
圖 3為本申請實施例的過渡管組件的結構示意圖；
圖 4為本申請實施例的過渡管組件的汽化機構的結構示意圖；
圖 5為本申請實施例的過渡管組件的殼體的結構示意圖；
圖 6為本申請實施例的過渡管組件的集液槽的結構示意圖；
圖 7為本申請實施例的半導體製程設備的結構示意圖。
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